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สมบัติเชิงโครงสรางและความแข็งระดับนาโนของฟลมบาง 

เซอรโคเนียมไททาเนียมไนไทรดทีป่ลูกโดยวิธีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปตเตอรริง 
 
 

สตรีรัตน กําแพงแกว โฮดัค   ทีโม เซปปาเนน และ สุคคเณศ ตุงคะสมิต   
 

บทคัดยอ 
 
  งานวิจยันี้ไดนําเสนอผลการศึกษาสมบัติเชิงโครงสรางและความแข็งระดับนาโนของฟลมบาง 
เซอรโคเนียมไททาเนียมไนไทรดที่ปลูกโดยวธิีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปตเตอรริง ฟลมบางของ
สารประกอบไนไทรดเชิงสามของ (Zr,Ti)N ถูกปลกูลงบนแผนรองรับซิลกิอนโดยวธิีการใชไอออน
ชวยในกระบวนการดีซีรแีอกทีฟสปตเตอรริง อิทธิพลของการไบอสัที่แผนรองรบัสงผลใหพลงังาน
จลนของไอออนที่เขามาปะทะกับแผนรองรับมีคาในชวง 3 – 103 eV       ผูวจิัยพบวาทุกเง่ือนไขการ
ปลูกฟลมที่ศึกษา สัดสวนของอะตอม Zr,Ti และ N เปน (Zr0.6,Ti0.4)N  ผลจากการเลี้ยวเบนรังสเีอ็กซ
พิสูจนวา การเรียงตวัของระนาบที่เดนชดัเปน (111) และ (200)     สําหรับระนาบ (200) จะปรากฏ
เฉพาะกับฟลมที่ถูกปลูกในขณะที่มกีารชนของไอออนที่พลังงานมากกวา 33 eV สําหรับเงื่อนไขการ
ปลูกฟลมที่เหมาะสมสงผลใหความแข็งของฟลมอยูในชวง 27-29 GPa 
 
คําสําคัญ (ไทย) 
การปลูกฟลม (Zr,Ti)N แมกนีตรอนสปตเตอรริง ไอออนชวย 
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Abstract 
 

 
This research work presents the structure properties and nanohardness of ZrTiN thin films 
grown by d.c. reactive magnetron sputtering. The ternary nitride (Zr,Ti)N thin films were 
grown on silicon substrates by ion-assisted dual d.c. reactive magnetron sputtering 
technique. The substrates were exposed to ion bombardment with varying kinetic energy 
in the range of 3-103 eV under N/Ar ratio of 1:3. The (Zr0.6Ti0.4)N was formed at all 
growth conditions. X-ray diffraction measurement indicates the presence of (Zr,Ti)N solid 
solution with (111) and (200) preferred orientations. The (200) orientation is only present 
when the films are grown at ion bombardment energies higher than 33 eV. Optimum 
conditions for film growth produced hardness in the range of 27-29 GPa. 
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